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１．概要（Summary） 

物質を構成する原子の組成や微視的な配置によって

生み出されたトポロジカルなバンド構造に起因した物性や

その応用に関する研究が多方面から行われてきた。この

ような研究が進展する中で、このトポロジカルなバンド構

造を異なる物質の組み合わせやその電子状態の操作に

よって人工的に作り出そうという理論的な研究も行われて

きた。我々はこの理論的な提案を実験的に検証したいと

考えている。そこで本研究ではその舞台となる多端子型

の Josephson接合の作製を目指した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子線露光装置 

 マスクレス露光装置 

【実験方法】 

スコッチテープ法でマーカー付き Si基板上に層状物

質を劈開し、単層〜数層程度の薄い結晶を選び出して電

極作製用のCADファイルを作成した。まずは電子線露光

装置を用いて微細電極用のレジストパターンを形成し、本

利用者所属研究室のスパッタ蒸着装置を用いて劈開した

層状物質に Al電極を接続した。そしてマスクレス露光装

置を用いてボンディングパッドのレジストパターンを形成し、

上記と同様にスパッタ蒸着によって Au電極を Al電極に

接続した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製した試料の光学顕微鏡写真をFig. 1に示す。Fig. 

1中の暗い部分がSi基板、明るい部分がAl電極であり、

それらの電極間に層状物質がある（Fig. 1中では層状物

質は確認できない）。Al電極間隔は300 nmとして試料を

設計したが、Fig. 1(a)のように複数の Al電極を層状物質

に接続した多端子型の接合がうまく形成できている。しか

し、Fig. 1 (b)のように電極端にバリが発生し、それを介し

て Al電極同士が短絡してしまった試料も複数あった。今

後はスパッタ蒸着条件や露光・現像条件を調整し、良好

な形状の試料が作製できる条件を検討していきたい。また

今回作製した試料は輸送特性をまだ評価できていないが、

測定後はその結果を接合作製プロセスに反映して最適な

測定が行えるようなプロセス条件を確立したい。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
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６．関連特許（Patent） 

なし。 

Fig. 1. Optical microscope images of multi-terminal 

Josephson junctions fabricated on a Si substrate.  
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